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Invited Speech

解説

Dataquest が主催するこの会議は、半導体関連の会議としては当時最大規模のものであり、

1981年の10月14日から16日までの3日間にわたって行われた。インテルのロバート・ノイス、

AMDのジェリー・サンダース、モトローラのゲイリー・ツッカーなど、半導体分野における指導的

経営者が顔を揃えていた。私にとっては、国際会合での講演としては初舞台であり、いわばデ

ビュー戦として忘れることのできない講演であった。

1981年は日米半導体摩擦が実質的にスタートした年であるといえる。同年の3月、米国のフォ

ーチュン誌にジーン・ビリンスキー記者が「日本半導体の挑戦」と題するセンセーショナルな記

事を書いた。この時期は６４KビットのDRAMが立ち上がり始めたころで、日本メーカーが優位に

立っていた。ビリンスキーの記事は「６４KのDRAMで米国が日本に敗れれば、それは半導体の

みならず、それよりはるかに規模の大きいコンピュータが危機にさらされる」というトーンで書か

れていた。

この年の秋には調査会社から、６４KビットDRAMで日本が7割のシェアを獲得し、なかでも日立

は世界の3割のシェアを取ったと発表された。

そのような中で、日本からただ一人この会議に招待され、スピーチを行うことになった。いわば

四面楚歌のような状況の中で、もっともデリケートなテーマについての講演であった。このような

時代の背景を踏まえて、なるべく身近な事例を引用しながら、日本における半導体製造の特質

を述べたものである。

まず、日本のおかれた地理的条件から始まって、日本市場の特徴（民生分野がリード）、技術

の特徴（ローパワー指向が強く、CMOSの高速化でリード）などについて触れる。日本に特有な

年間行事、小集団活動を紹介し、教育の重要性を強調する。

この講演の中でのもっとも強いメッセージは、「今後の半導体の主流はNMOSからCMOSにシフ

トする」ということであった。技術に精通した経営者からは「性能は凄いが、量産性は大丈夫か

？」などの質問を多く受けたが、全体として強い印象を与えたのではないかと思う。

結言では「米国は半導体産業において断然トップの位置にあり、特にマイコン分野に強みがあ

る」として、エールを送った。日本では微細加工品の製造に強みを発揮しているが、小集団活

動を中心としたチームワークの効果もその要因となっている。半導体の技術変遷は極めて早い

ので、人材教育が極めて重要であることを強調した。

本文から図面に続く
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この講演はDataquest社からの依頼で「日本の半導体製造」について行ったものである。

当時の私のポストは日立製作所武蔵工場の副工場長であり、MOS製品の技術部門全般

を統括していた。

この頃は日米半導体摩擦のさ中であり、その点にも神経を使わなければならなかった。
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まず、日本のおかれた地理的状況、自然災害などの特徴について触れる。日本の国土は米国の１／３０、

人口は約１／２、人口密度は約15倍もある。地震、台風、火山などの災害も多く、日本人の精神性に少

なからず影響を与えている。

日本の市場は民生用を中心に立ち上がったが、次第にコンピュータ・産業部門の比率が高くなっている。

製品としてはメモリ、マイコン、標準ロジックなどが中心だが、近年はVTRなどの用途にリニアICが増え

ている。しかし、これからの大きなトレンドはMOSの増加である。
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技術開発と市場の構造とは密接な関係がある。70年代前半で牽引役を果たしたのは、MOSでは時計

と電卓であり、バイポーラではテレビとVTRであった。時計や電卓では低コスト、ローパワー、高信頼が

要求され、これは高集積CMOSの開発につながり、メモリ・マイコン分野にも波及している。

続いて日本の企業活動における主な年間行事について触れる。1月の初詣から12月の忘年会に至る

行事が紹介される。
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日本の企業活動の特徴となっている小集団活動について説明する。もともとは米国で

1950年代にスタートしたのだが、日本において定着し、効果を上げている。その背景に触

れ、いくつかの実例を紹介している。教育の重要性は、特に半導体分野において、強調し

すぎるということはない。その実例を示す。
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日立の半導体部門を例として、大学卒の導入教育について紹介する。ライン実習、消防訓練、コン

ピュータ・プログラムなど6項目。

結論として言っていることは、地理的な条件が日米の思考の違いに影響していることを指摘。「米国は半

導体産業において断然No.1だ」として、とくにマイコン分野の強みを上げた。日本の強みは微細化製品

にあり、それは市場の背景、技術発展のトレンド、小集団活動などによるものであるとした。

以下、個々の図面の説明に続く。
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日本の地理の概要と半導体工場の配置を示す。

特に九州には半導体工場が集中しており、「シリコン・アイランド」の異名をもつ。その背景

の一つとして、九州はきれいな水が欠かせない焼酎の名産地でもあるが、このような水資

源が豊富であることを挙げた。
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日本の半導体市場の推移を示す。1975年当時は電卓や民生分野の比率が大きかった

が、1980年になると、コンピュータ・通信・産業用の比率が増していることを示す。

民生分野ではTV関連が縮小し、VTR関連が伸びている。
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日米の市場構造を1975年と1980年について比較したものである。75年時点において、日

本の最大の市場は民生分野であり、米国においてはコンピュータであった。1980年になっ

ても両国の最大市場は変わらないものの、その比率は減少している。日本ではコン

ピ ュ ー タ の 比 率 が 上 が り 、 米 国 で は 通 信 分 野 の 躍 進 が 顕 著 で あ る 。
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日立が開発した高速CMOS技術（Hi-CMOS）の紹介。今回の講演のハイライトであった。こ

の時点における業界常識は「CMOSはローパワー向けのニッチ製品」というものであった

が、日立はこの常識に挑戦し、高速CMOS技術を開発。４Kおよび１６KビットSRAMに適用

した。NMOSが主流を占めていたこの分野に初めてCMOS版が登場したのである。学会で

の発表は78年が最初であったが、経営者レベルでは今回が初めてであり、講演後の質問

も多く、強い印象を与えることになった。
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半導体技術のトレンドを示す。当時の最先端は、ウエーハ径１００ｍｍ、加工レベル３μ、

DRAMの集積度が６４Kビットであった。85年時点の予測としてはウエーハ径１２５ｍｍ、加

工レベル２μ、DRAM集積度２５６Kビットとなっている。
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この表はMOSの三つのデバイスタイプ（PMOS、NMOS、CMOS）の過去から現在、そして

将来の見通しを示している。PMOSは５μの時代で終焉。NMOSは２μのDRAM（２５６K）

につながる。CMOSは過去に時計、電卓に使われたが、3ミクロン時代からSRAMに使わ

れ、2μでは６４KビットSRAMに使われる。

今後、高速デバイスもNMOSからCMOSへシフトするという、当時としては大変斬新な主張

であった。



13

MOSのデバイスタイプの盛衰を示したものである。1975年まで、電卓用のPMOSが圧倒

的なシェアを占めていたが、そのシェアは漸減し、NMOSとCMOSが伸びた。CMOSの中で

はこれまで主流の電卓・時計に代わってメモリやマイコンの比率が伸びてきている。
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日本における年間行事を示している。左端は国全体、中央は半導体関連のショーや会合

（インターネプコン、マイコンショー、エレクトロニクス・ショーなど）、右端は半導体関連（新

年会、予算会議、MMMピクニック、運動会、忘年会など）。MMMはムリ、ムダ、ムラをなく

そうの意であり、日立における小集活動の名称。
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毎年元日に行われる「初詣」の儀式。身を清めて神に参拝し、一年の無事と会社の発展

を祈る。極めて、日本的な行事として紹介したが、果たして話が通じたかどうかは不明。

奇異に感じた向きも多かったのではないかと思う。



16

小集団活動の歴史を示す。1950年代に米国で始まったのであるが、60年代に日本に伝

わり定着した。

日立の半導体分野では72年からスタートした。最初はMI（マネジメント・インプルーブメン

ト）運動、続いてMMM(ムリ、ムダ、ムラをなくそう）運動として続けられた。
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上のリストは会社全体としての年間提案件数（単位 千件）、下のリストは従業員一人当

たりの年間提案件数。日立では年間で420万件、松下（現、パナソニック）では261万件の

提案がなされた。このような数の大きさには驚きの声が聞かれたが、今日の我々でもそ

の感は否めない。
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小集団活動の目的を3か条にまとめる。

１）全員の参加によって職場のあらゆる問題に取り組む。

２）品質向上、コスト削減、効率向上、納期短縮、および安全に、貢献する。

３）この活動を通じてそれぞれの能力と個性を磨く。
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半導体関連の提案事例を2件示す。これはいずれも実効果を上げた事例。

Ａ） 封止部のリークをなくすために、ガラス板を当てて平坦化を図る。

B） 銀ペーストが最後の部分で噴出して飛散するのを防ぐためにテフロン棒はさんで緩

やかに押し出す。
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波状に移り変わる半導体技術。技術革新が如何に激しく起こるかを示している。

5年から10年ごとに新しい波が立ち上がって、前の波を追い越していく。即ち半導体分野

においては、そのようなペースで技術の陳腐化がすすむ。10年後の1990年にはVLSIが最

大のセグメントになっているだろうと予測。

このコンセプトは、この後の講演（例えば、82年のIEDMにおける基調講演など）でも繰り

返し紹介した。
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日立の半導体分野を例として、技術者・管理者向け教育プログラムを紹介したものである。

前の図面（Ｎｏ．14）で半導体分野においては、５年から１０年で技術の陳腐化が進むこと

を踏まえて教育の重要性を強調したものである。

「人材こそ半導体事業の要なり」として締めくくった。


